
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究内容：  

 次世代半導体のゲート材料として，注目される，層状物質の合成研究を行っている． 

 

◎層状物質の作製 

熱 CVD，プラズマ CVDにて，層状物質である，Grapheneの合成に成功． 

 

現在，PLD，MBE，スパッタを用いて，層状物質である，WS2, MoS2の 

合成研究を，進めている． 

 

◎層状物質の評価方法 

分析装置により，可視的・定性的に評価する．最近は，放射光分析も 

取り入れている． 
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提供可能技術： 

・薄膜作製技術 

・プラズマ技術 

・微細加工技術 

・各種表面分析 

 

提供可能な設備・機器：  

名称・型番（メーカー） 

  

  

  

  

  

 

Raman散乱 X線回折 走査電子顕微鏡像 

視覚的分析例 定性的分析例（合成できているか，判断） 

層状物質である Graphene 

の断面 TEM像 

 


